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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
aus mindestens einem lichtdurchlassigen Substrat, auf
dem sich eineim Wesentlichen opake, gerasterte Schicht
aus Rasterelementen befindet.

[0002] Sicherheitselemente aus mindestens einem
lichtdurchldssigen Substrat, auf dem sich eine im We-
sentlichen opake, gerasterte Schicht aus Rasterelemen-
ten befindet sind aus dem Stand der Technik bekannt.
[0003] So ist aus EP 1503907 A1 (siehe WO 03/095
228 A1) ein Diinnschichtelement aus einer reflektieren-
den, einer dielektrischen und einer teildurchlassigen
bzw. absorbierenden Schicht bekannt. Hierbei wird die
absorbierende Schicht vollflachig aufgedampft oder auf-
gedruckt und mittels Ablationsverfahren wie Atzen, La-
ser-Ablation oder Funkenerosion partiell wieder abgetra-
gen. Des Weiteren ist ein partielles Auftragen der teil-
durchlassigen Schicht durch Bedampfen mit musterfor-
mig gestalteten Bedampfungsmasken méglich. Die teil-
durchlassige Schicht besteht somit aus einer im Wesent-
lichen opaken, gerasterten Schicht aus Rasterelemen-
ten.

[0004] AusEP 1415828 A1istein Sicherheitsmerkmal
fir ein Dokument bekannt, wobei das Sicherheitsmerk-
mal aus einem ersten und einem zweiten Muster besteht.
Das erste Muster ist hierbei auf einer ersten Flache des
Dokumentes angeordnet und besteht aus einem ersten
Teilbild und einem ersten Hintergrundmuster. Das zweite
Muster besteht aus einem zweiten Teilbild und einem
zweiten Hintergrundmuster und ist auf einer zweiten Fla-
che des Dokumentes angeordnet, die der ersten Flache
gegenuberliegt. Das erste Muster und das zweite Muster
erzeugen ein sogenanntes Durchsichtsregister: wird das
erste Muster durch das entsprechend ausreichend trans-
parente Dokument hindurch auf das zweite Muster aus-
gerichtet, erzeugen das erste Teilbild und das zweite
Teilbild ein vollstandiges Bild. Im Gegenzug verschwin-
det das vollstandige Bild, wenn das erste Muster nicht
auf das zweite Muster ausgerichtet ist.

[0005] Aus EP 0251 253 A2 ist ein Sicherheitsdoku-
ment mit einem Trager und einem auf dem Trager ange-
brachten Hologramm bekannt. Zusatzlich kann sich un-
terhalb des Hologramms eine Anzeige aus Flussigkristall
befinden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gattungsgemaRes Sicherheitselement derart weiterzu-
bilden, dass der Schutz gegeniber Falschungen weiter
erhoht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhangigen Anspriiche geldst. Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand der abhangigen Anspriiche.
[0008] ErfindungsgemaR istinnerhalb derim Wesent-
lichen opaken, gerasterten Schicht aus Rasterelementen
mindestens eine diinne, durchgehende, im Wesentli-
chen opake Linie angeordnet, die die Form mindestens
eines alphanumerischen Zeichens, einer Grafik oder ei-
nes Musters aufweist. Solche Linien haben Linienbreiten

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

von mindestens 0,1 mm bis 5 mm, vorzugsweise von 0,2
mm bis 0,7 mm, besonders bevorzugt etwa 0,5 mm. Die
dinne, durchgehende, im Wesentlichen opake Linie
kann auch durch einen flichenhaften Bereich ohne Aus-
sparung gebildet werden.

[0009] Das Sicherheitselement zeigt damit, mindes-
tens von der Seite der im Wesentlichen opaken, geras-
terten Schicht aus betrachtet, in Aufsicht ein anderes Er-
scheinungsbild als in Durchsicht.

[0010] Das erfindungsgemale Sicherheitselement ist
bevorzugt auf einem Datentrager mit einem lichtdurch-
lassigen, bevorzugt transluzenten und besonders bevor-
zugt transparenten Bereich aufgebracht. Der Datentra-
ger ist hierbei insbesondere ein Wertdokument, wie bei-
spielsweise eine Banknote, ein Wertpapier, eine Kredit-
oder Ausweiskarte, ein Pass, eine Urkunde, ein Label,
eine Verpackung oder ein anderes Element fiir die Pro-
duktsicherung. Der lichtdurchldssige Bereich ist bei-
spielsweise ein Fenster in Form einer durchgehenden
Offnung, das durch eine lichtdurchlédssige, bevorzugt
transluzente, besonders bevorzugt transparente Folie
abgedeckt ist. Somit ist das erfindungsgemafie Sicher-
heitselement von beiden Seiten des Datentragers aus
sichtbar.

[0011] Untertransparentisthierbeieine Lichtdurchlas-
sigkeit von mindestens 90 % des auftreffenden Lichtes
zu verstehen, unter transluzent eine Lichtdurchlassigkeit
von unter 90 %, vorzugsweise zwischen 80 % und 20 %.
Eine im Wesentlichen opake Schicht hatim Sinne dieser
Erfindung eine Lichtdurchlassigkeit von weniger als 20
%, bevorzugt unter 10 % und besonders bevorzugt etwa
0 %.

[0012] Bevorzugtbestehtdie die im Wesentlichen opa-
ke, gerasterte Schicht aus einer Vielzahl von Rasterele-
menten. Hierbei sind die Rasterelemente entweder Aus-
sparungen in der im Wesentlichen opaken Schicht und
bilden damit eine Art Negativbild oder sind im Wesentli-
chen opake, voneinander beabstandete Mustergrunde-
lemente und bilden damit eine Art Positivbild.

[0013] Eine Betrachtung in Auflicht istim Sinne dieser
Erfindung eine Beleuchtung des Sicherheitselements
von einer Seite und eine Betrachtung des Sicherheitse-
lements von derselben Seite. Eine Betrachtung in Auf-
licht liegt somit beispielsweise dann vor, wenn die Vor-
derseite des Sicherheitselements beleuchtet und auch
betrachtet wird.

[0014] Eine Betrachtung in Durchlicht istim Sinne die-
ser Erfindung eine Beleuchtung eines Sicherheitsele-
ments von einer Seite und eine Betrachtung des Sicher-
heitselements von einer anderen Seite, insbesondere
der gegeniberliegenden Seite. Eine Betrachtung in
Durchlicht liegt somit beispielsweise dann vor, wenn die
Ruckseite des Sicherheitselements beleuchtet und die
Vorderseite des Sicherheitselements betrachtet wird.
Das Licht scheint somit durch das Sicherheitselement
hindurch.

[0015] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
form sind die Rasterelemente stochastisch und/oder ras-
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terartig angeordnet. Ein Rasterim Sinne dieser Erfindung
ist eine gleichmaRige oder ungleichmaRige Verteilung
von Rasterelementen, wobei die Rasterelemente von-
einander beabstandet sind.

[0016] Durch kontinuierliche und ortsabhangige Vari-
ation der Dichte oder der GréRe der Rasterelemente kdn-
nen dabei im Durchlicht komplexere Strukturen bis hin
zu Halbtonbildern erzeugt werden.

[0017] Hierbei sind die einzelnen Rasterelemente in
beliebigen Formen ausfiihrbar. Wenn besondere For-
men der Rasterelemente gewahlt werden, so kann dies
sogar ein zusatzliches Sicherheitsmerkmal darstellen,
z.B. Rasterelemente in Form eines Texts oder einer Mi-
krografik.

[0018] Der Anteil der Gesamtflache der Vielzahl von
Rasterelementen bezogen auf die gesamte Flache des
Sicherheitselements betragt 10% bis 40%, bevorzugt et-
wa 20%.

[0019] Bevorzugt besteht die im Wesentlichen opake,
gerasterte Schicht aus Metall oder aus einer gedruckten
Schicht.

[0020] Besteht die im Wesentlichen opake, gerasterte
Schicht aus Metall, kann die Oberflache des Substrats,
auf die die Rasterelemente aufgebracht sind, zumindest
in Teilbereichen mit gepragten diffraktiven Strukturen
oder einer Pragelackschicht mit eingepragten diffrakti-
ven Strukturen versehen sein. Die metallischen Raster-
elemente reflektieren in diesem Fall das auftreffende
Licht, so dass die diffraktiven Strukturen ein Hologramm,
Subwellenléangengitter oder geblaztes Gitter oder eine
Mattstruktur bilden.

[0021] Ebenso kann lber die im Wesentlichen opake,
gerasterte Schicht mindestens eine transluzente, flissig-
kristalline Schicht aufgebracht sein.

[0022] Des Weiteren kann Uber die im Wesentlichen
opake, gerasterte Schicht mindestens eine optisch vari-
able Dinnfilmschicht bestehend aus mindestens einer
dielektrischen Schicht aufgebracht sein. Ist die im We-
sentlichen opake, gerasterte Schicht aus Rasterelemen-
ten als reflektierende Schicht ausgebildet, weist die
Dunnfilmschicht zusatzlich mindestens eine teildurchlas-
sige Schicht auf. Ist die im Wesentlichen opake, geras-
terte Schicht aus Rasterelementen hingegen als teil-
durchlassige Schicht ausgebildet, weist die Dinnfilm-
schicht zusatzlich mindestens eine reflektierende
Schicht auf. In beiden Fallen besteht die resultierende
Dinnfilmschicht somit aus einer reflektierenden Schicht,
einer mittleren dielektrischen Schichtund einer teildurch-
lassigen Schicht, wobei zusatzlich auch die den Raster-
elementen gegeniberliegende reflektierende Schicht
bzw. teildurchlassige Schicht Rasterelemente oder Aus-
sparungen aufweisen kann.

[0023] Als Materialien fir die jeweiligen Schichten der
interferenzfahigen Diinnfilmschicht werden insbesonde-
re verwendet:

- fur die reflektierende Schicht reflektierende Sub-
stanzen, insbesondere Metalle wie Aluminium, Sil-
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ber oder Kupfer,

- fur die dielektrische Schicht SiO, (Silizium-Dioxid),
ZrO, (ZirkonDioxid), MgF, (Magnesium-Difluorid)
oder TiO, (Titan-Dioxid) oder andere transparente
Stoffe, wie sehr diinne und extrem gleichmafig auf-
gedruckte transparente Lacke,

- fur die teildurchléassige Schicht Chrom und/oder Ni-
ckel, Eisen, Silber, Gold, oder Legierungen daraus
wie Inconel™ (Ni-Cr-Fe).

[0024] Weitere Materialien fir die jeweiligen Schichten
des interferenzfahigen Aufbaus sowie insbesondere de-
ren jeweilige Schichtdicken sind in den Druckschriften
WO 01/03945 A1, US 6,586,098 B1 und US 6,699,313
B2 aufgefiihrt.

[0025] Die einzelnen Schichten des Sicherheitsele-
mentes kénnen auf ein Substrat aufgedruckt und/oder
aufgedampft werden, beispielsweise mittels bekannter
Druckverfahren oder mittels Vakuumbedampfung, wie
Sputtern, reaktives Sputtern, Physical Vapor Deposition
oder Chemical Vapor Deposition. Hierbei werden Absor-
bermaterialien, Dielektrika und Reflektormaterialienin je-
weils Ubereinanderliegenden oder (iberlappenden
Schichten auf das Substrat aufgedruckt und/oder aufge-
dampft.

[0026] Die fir die reflektierende und teildurchldssige
Schicht in Frage kommenden Metalle werden in sehr
diinnen Schichten mit Schichtdicken von etwa 5 nm bis
100 nm bendtigt. Bevorzugt werden diese Schichten mit-
tels Vakuumbedampfung aufgebracht, wobei das betref-
fende Metall im Vakuum mittels einer Heizeinrichtung,
beispielsweise einem Widerstand oder einem Elektro-
nenstrahl, aufgeheizt und verdampft wird. Das Metall
scheidet sich dann als diinne Schicht auf einer dariiber
hinweg bewegten Folie ab. Fir das Auftragen der die-
lektrischen Schicht, mit Schichtdicken zwischen 100 nm
und 1 um bieten sich ebenfalls die verschiedenen Vari-
anten der Vakuumaufdampfverfahren an. Um gleichma-
Rige Farben zu erzeugen, ist es hierbei notwendig die
Schichtdicke extrem gleichmaRig zu halten, was insbe-
sondere Sputtern oder auch gut geregelte thermische
oder Elektronenstrahlaufdampfverfahren leisten. Alter-
nativ kann das transparente Dielektrikum auch in Form
einer transparenten Farbe mittels eines Druckverfahrens
aufgebrachte werden. Hierbei ist allerdings duflerste
Sorgfalt im Beschichtungsprozess notwendig, um die er-
forderliche Schichtdickengleichmafigkeit, mit einer To-
leranz von beispielsweise * 2 %, zu gewahrleisten.
[0027] Fdur die Strukturierung bzw. Demetallisierung
der Schichten werden vorteilhaft die bekannten Verfah-
renwie Waschverfahren, Atzen, Ol-Ablation, Lift-Off oder
Laserdemetallisierung verwendet.

[0028] Die Darstellungen in den nachfolgenden Figu-
rensind des besseren Verstandnisses wegen stark sche-
matisiert und spiegeln nicht die realen Gegebenheiten
wider. Insbesondere entsprechen die in den Figuren ge-
zeigten Proportionen nicht den in der Realitat vorliegen-
denVerhaltnissen und dienen ausschlielich zur Verbes-
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serung der Anschaulichkeit. Des Weiteren sind die in den
folgenden Beispielen beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men der besseren Verstandlichkeit wegen auf die we-
sentlichen Kerninformationen reduziert. Bei der prakti-
schen Umsetzung kénnen wesentlich komplexere Mus-
ter oder Bilder zur Anwendung kommen.

[0029] Im Einzelnen zeigen die Figuren schematisch:
Fig. 1 ein erfindungsgeméfRes Sicherheitselement
aus mindestens einem lichtdurchlassigen Sub-
strat, auf dem sich eine im Wesentlichen opake,
gerasterte Schicht aus Rasterelementen und
eine dinne, durchgehende, im Wesentlichen
opake Linie befindet, in Seitenansicht,

Fig. 2 das erfindungsgemaRe Sicherheitselement
aus Fig. 1in Draufsicht, wobeidie diinne, durch-
gehende, im Wesentlichen opake Linie einen
funfzackigen Stern bildet,

Fig. 3 das erfindungsgemaRe Sicherheitselement
aus Fig. 1, das zusammen mit zwei weiteren
Schichten, die auf die im Wesentlichen opake,
gerasterte Schicht aus Rasterelementen auf-
gebracht sind, eine optisch variable DUnnfilm-
schicht bildet, in Seitenansicht,

Fig.4 ein erfindungsgemales Sicherheitselement,
bei dem auf einem Substrat einem Pragelack
mit Pragestruktur aufgebracht ist, auf dem sich
die im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht
aus Rasterelementen und eine diinne, durch-
gehende, im Wesentlichen opake Linie befin-
det, in Seitenansicht.

[0030] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemalies Sicher-
heitselement aus mindestens einem lichtdurchlassigen
Substrat 2, auf dem sich eine im Wesentlichen opake,
gerasterte Schicht 1 aus Rasterelementen 3 und eine
dinne, durchgehende, im Wesentlichen opake Linie 4
befindet, in Seitenansicht.

[0031] Die Rasterelemente 3 sind kreisférmig
und/oder linienférmig ausgefiihrt, wobei die kreisférmi-
gen Aussparungen einen Durchmesser von 10 Mikrome-
ter bis 100 Mikrometer, bevorzugt von 30 Mikrometer bis
50 Mikrometer, und die linienférmigen Aussparungen ei-
ne Breite von 30 Mikrometer bis 70 Mikrometer aufwei-
sen.

[0032] Fig.2zeigtden erfindungsgemalen Aufbauge-
maR Fig. 1in Durchlicht von der Seite der reflektierenden
Schicht 3 aus betrachtet. Innerhalb der Rasterelemente
3 befindetsich eine diinne, durchgehende Linie 4 in Form
eines flinfzackigen Sterns. Diese Linie weist eine Breite
von 0,1 mm bis 5 mm auf, so dass die Linie im Durchlicht
genugend auffallt. Im Auflicht ist sie nahezu unabhéngig
von ihrer Linienstarke fur einen Betrachter nicht zu er-
kennen. In Durchlicht sieht der Betrachter damit den
Stern und in Auflicht keinen Stern.
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[0033] Fig. 3 zeigtdas erfindungsgemafie Sicherheits-
element aus Fig.1, das zusammen mit zwei weiteren
Schichten 5 und 6, die auf die Rasterelemente 3 und die
Linie 4 aufgebracht sind, eine optisch variable Dinnfilm-
schicht bildet. Die Schicht 5 bildet hierbei eine dielektri-
sche Schicht. Die Schicht 6 und die Rasterelemente 3
zusammen mit der Linie 4 bilden die reflektierende
Schicht bzw. die teildurchlassige Schicht.

[0034] Die Schicht 6 ist entweder vollflachig oder zu-
satzlich, wie in Fig. 3 dargestellt, im Bereich 7 aus Ras-
terelementen ausgefiihrt.

[0035] Besonders vorteilhaft ist das erfindungsgema-
Re Sicherheitselement mit bekannten optisch aktiven Mi-
krostrukturen kombiniert, wie beispielsweise diffraktiven
Pragehologramme, Zero Order Gratings, Refraktive Mi-
krostrukturen, wie Blazed Gratings.

[0036] Beispielhaft zeigt Fig. 4 eine derartige Kombi-
nation mit einem Pragehologramm. Auf dem Substrat 2
ist ein Pragelack 8 mit einer Pragestruktur aufgebracht.
Auf dem Pragelack 8 befindet sich die im Wesentlichen
opake, gerasterte Schicht 1 aus Rasterelementen 3 zu-
sammen mit der diinnen, durchgehenden, im Wesentli-
chen opaken Linie 4.

Patentanspriiche

1. Sicherheitselement aus mindestens einem licht-
durchlassigen Substrat (2), auf dem sich eine im We-
sentlichen opake, gerasterte Schicht (1) aus Raster-
elementen (3) befindet und das Sicherheitselement,
mindestens von der Seite der im Wesentlichen opa-
ken, gerasterten Schicht (1) aus betrachtet, in Auf-
sicht ein anderes Erscheinungsbild zeigt als in
Durchsicht, dadurch gekennzeichnet, dass inner-
halb der im Wesentlichen opaken, gerasterten
Schicht (1) mindestens eine diinne, durchgehende,
im Wesentlichen opake Linie (4) in Form mindestens
eines alphanumerischen Zeichens, einer Grafik oder
eines Musters angeordnet ist.

2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die diinne, durchgehende, im
Wesentlichen opake Linie (4) eine Breite von min-
destens 0,1 mm bis 5 mm, vorzugsweise von 0,2
mm bis 0,7 mm, besonders bevorzugt etwa 0,5 mm
aufweist.

3. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die diinne, durchgehende, im
Wesentlichen opake Linie (4) durch einen flachen-
haften Bereich ohne Aussparung gebildet wird.

4. Sicherheitselement nach mindestens einem der vo-
rigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht (1)
aus einer Vielzahl von Rasterelementen (3) besteht,
und die Rasterelemente
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- Aussparungen in der im Wesentlichen opaken
Schicht (1) sind oder

- im Wesentlichen opake, voneinander beab-
standete Mustergrundelemente sind.

Sicherheitselement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rasterelemente (3) belie-
bige Form haben kdnnen und stochastisch und/ oder
rasterartigangeordnet sind und/oder in ihrem Durch-
messer oder ihrem Abstand zueinander lokal variie-
ren.

Sicherheitselement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rasterelemente (3) kreis-
férmig und/ oder linienférmig ausgefihrt sind und
kreisférmige Rasterelemente (3) einen Durchmes-
ser von 10 Mikrometer bis 100 Mikrometer, bevor-
zugt von 30 Mikrometer bis 50 Mikrometer, und lini-
enférmige Rasterelemente (3) eine Breite von 30 Mi-
krometer bis 70 Mikrometer aufweisen.

Sicherheitselement nach mindestens einem der vo-
rigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Anteil der Gesamtflache der Rasterelemente (3)
bezogen auf die gesamte Flache des Sicherheitse-
lements 10% bis 40%, bevorzugt etwa 20% betragt.

Sicherheitselement nach mindestens einem der vo-
rigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht (1)
aus Metall besteht.

Sicherheitselement nach mindestens einem der vo-
rigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
Uiber die im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht
(1) mindestens eine optisch variable Dinnfilm-
schicht bestehend aus mindestens einer dielektri-
schen Schicht (5) und mindestens einer teildurch-
lassigen oder reflektierenden Schicht (6) aufge-
bracht ist.

Sicherheitselement nach mindestens einem der An-
spriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
Uber die im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht
(1) mindestens eine lichtdurchlassige, flissigkristal-
line Schicht aufgebracht ist.

Sicherheitselement nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberflache des Substrats,
auf die die im Wesentlichen opake, gerasterte
Schicht (1) aus Rasterelementen (3) aufgebrachtist;
zumindest in Teilbereichen gepragte difffraktive
Strukturen oder eine Pragelackschicht (8) mit einge-
pragten diffraktiven Strukturen aufweist.

Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsele-
ments nach mindestens einem der vorigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastere-
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13.

14.

lemente (3) auf das lichtdurchldssige Substrat (2)
aufgedruckt oder aufgedampft werden oder durch
Demetallisierung aus einer zumindest in Teilberei-
chen vollflachig auf das Substrat (2) aufgedampften
Schicht erzeugt werden.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufdampfen der Rasterelemen-
te (3) mittels Vakuumbedampfung, wie Sputtern, re-
aktives Sputtern, Physical Vapor Deposition oder
Chemical Vapor Deposition erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Demetallisierung mittels
Waschverfahren, Atzen, Ol-Ablation, Lift-Off oder
Laserdemetallisierung erfolgt.

Claims

A security element composed of at least one light-
transmitting substrate (2) on which a substantially
opaque, screened layer (1) composed of grid ele-
ments (3) is located, and the security element, at
least when viewed from the side of the substantially
opaque, screened layer (1), in top view, displays a
different appearance than when looked through,
characterized in that, within the substantially
opaque, screened layer (1), at least one thin, solid,
substantially opaque line (4) in the form of at least
one alphanumeric character, a graphic or a pattern
is arranged.

The security element according to claim 1, charac-
terized in that the thin, solid, substantially opaque
line (4) exhibits a width of at least 0.1 mm to 5 mm,
preferably of 0.2 mm to 0.7 mm, particularly prefer-
ably about 0.5 mm.

The security element according to claim 1, charac-
terized in that the thin, solid, substantially opaque
line (4) is formed by an extensive region without any

gap.

The security element according to at least one of the
preceding claims, characterized in that the sub-
stantially opaque, screened layer (1) consists of a
plurality of grid elements (3), and the grid elements

- are gaps in the substantially opaque layer (1) or
- are substantially opaque, spaced apart basic
pattern elements.

The security element according to claim 4, charac-
terized in that the grid elements (3) can have an
arbitrary form and be arranged stochastically and/or
in grid form and/or vary locally in their diameter or
their separation from one another.
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The security element according to claim 5, charac-
terized in that the grid elements (3) are executed
to be circular and/or line-shaped, and circular grid
elements (3) exhibit a diameter of 10 micrometers
to 100 micrometers, preferably of 30 micrometers to
50 micrometers, and line-shaped grid elements (3)
a width of 30 micrometers to 70 micrometers.

The security element according to at least one of the
preceding claims, characterized in that the share
of the total area of the grid elements (3) with respect
to the total surface area of the security element is
10% to 40%, preferably about 20%.

The security element according to at least one of the
preceding claims, characterized in that the sub-
stantially opaque, screened layer (1) consists of met-
al.

The security element according to at least one of the
preceding claims, characterized in that over the
substantially opaque, screened layer (1) is applied
at least one optically variable thin-film layer consist-
ing of atleast one dielectric layer (5) and at least one
partially transmissive or reflective layer (6).

The security element according to at least one of
claims 1 to 8, characterized in that over the sub-
stantially opaque, screened layer (1) is applied at
least one light-transmitting, liquid crystal layer.

The security element according to claim 8, charac-
terized in that the surface of the substrate to which
the substantially opaque, screened layer (1) com-
posed of grid elements (3) is applied comprises, at
least in sub-regions, embossed diffractive patterns
or an embossing lacquer layer (8) having diffractive
patterns embossed in it.

A method for manufacturing a security element ac-
cording to at least one of the preceding claims, char-
acterized in that the grid elements (3) are imprinted
orvapor deposited on the light-transmitting substrate
(2) or are produced by demetalization from a layer
that, at least in sub-regions, is contiguously vapor
deposited on the substrate (2).

The method according to claim 12, characterized
in that the vapor deposition of the grid elements (3)
occurs by means of vacuum deposition, such as
sputtering, reactive sputtering, physical vapor dep-
osition or chemical vapor deposition.

The method according to claim 12 or 13, character-
ized in that the demetalization occurs by means of
washing processes, etching, oil ablation, lift-off or
laser demetalization.
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Revendications

Elément de sécurité a base d’au moins un substrat
transparent (2) sur lequel se trouve une couche tra-
mée (1) sensiblementopaque a base d’éléments tra-
meés(3), et I'élément de sécurité, au moins lorsque
vu depuis le coté de la couche tramée (1) sensible-
ment opaque, présentant en vue par réflexion une
image différente de celle en vue en transparence,
caractérisé en ce qu’a I'intérieur de la couche tra-
mée (1) sensiblement opaque est disposée au moins
une mince ligne continue sensiblement opaque (4)
sous la forme d’au moins un caractére alphanumé-
rique, d’'un graphique ou d’un motif.

Elément de sécurité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la mince ligne continue sensible-
ment opaque (4) présente une largeur d’au moins
0,1 mm a 5 mm, de préférence de 0,2 mma0,7 mm,
de maniére particulierement préférée d’environ 0,5
mm.

Elément de sécurité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la mince ligne continue sensible-
ment opaque (4) estformée par une zone plane sans
évidement.

Elément de sécurité selon I'une au moins des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
couche tramée sensible opaque (1) se compose
d’une pluralité d’éléments de trame (3), et en ce que
les éléments de trame

- sont des évidements dans la couche sensible-
ment opaque (1) ou bien

- sont des éléments de base de motif sensible-
ment opaques espacés les uns des autres.

Elément de sécurité selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que les éléments de trame (3) peuvent
avoir une forme au choix et sont disposés de maniére
stochastique et/ou tramée et/ou varient localement
concernant leur diamétre ou leur espacement les
uns par rapport aux autres.

Elément de sécurité selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que les éléments de trame (3) sont
réalisés en forme circulaire et/ou linéaire, et des élé-
ments de trame circulaires (3) présentant un diame-
tre de 10 micrométres a 100 micrometres, de préfé-
rence de 30 micrométres a 50 micromeétres, et des
éléments de trame linéaires (3) une largeur de 30
micrometres a 70 micromeétres.

Elément de sécurité selon I'une au moins des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que le
rapport entre la surface totale des éléments de trame
(3) et la surface totale de I'élément de sécurité est
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de 10% a 40%, de préférence d’environ 20%.

Elément de sécurité selon 'une au moins des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
couche tramée sensiblement opaque (1) se compo-
se de métal.

Elément de sécurité selon 'une au moins des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que I'on
applique par-dessus la couche tramée sensiblement
opaque (1) au moins une couche a pellicule mince
variable optiquement se composant au moins d’une
couche diélectrique (5) et au moins d’une couche
partiellement translucide ou réfléchissante (6).

Elément de sécurité selon 'une au moins des reven-
dications 1 a 8, caractérisé en ce que I'on applique
au moins une couche transparente a cristaux liqui-
des par-dessus la couche tramée sensiblement opa-

que (1).

Elément de sécurité selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que la surface du substrat sur laquelle
est appliquée la couche tramée sensiblement opa-
que (1) a base d’éléments de trame (3) présente, au
moins dans des zones partielles, des structures dif-
fractives estampées ou une couche de vernis d’es-
tampage (8) avec des structures diffractives estam-
pées.

Procédé pour la fabrication d’'un élément de sécurité
selon I'une au moins des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments de trame
(3) sont pressés sur le substrat transparent (2) ou
sont métallisés sous vide sur celui-ci, ou bien sont
produits par démétallisation a partir d’'une couche
métallisée sous vide sur toute la surface du substrat
(2) au moins dans des zones partielles.

Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la métallisation sous vide des éléments de
trame (3) s’effectue a I'aide d’'une métallisation sous
vide telle une pulvérisation cathodique, une pulvéri-
sation cathodique réactive, une Physical Vapor De-
position ou une Chemical Vapor Deposition.

Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce que la démétallisation s’effectue al’ aide
d’un procédé de lavage, d’'une gravure, d’'une abla-
tion d’huile, d’un Lift-Off ou d’'une démétallisation au
laser.
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